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Aparaty do oczyszczania gazéw i par.

Zgloszono 23 czerwca 1925 r,
Udzielono 4 listopada 1926 r.
Pierwszenstwo: 24 czerwca 1924 r. (Wielka Brytanja),

Wrynalazek miniejszy dotyczy skrube-
réw do oczyszczania wogdle wszelkich ga-
z6w i par, zawierajacych czasteczki plynu.

Nowy skruber prizy tem samem: cisnieniu
roboczem posiada wydajno§é wyzsza od a-
paratéw juz znanych,

W my$l wynalazku miniejszego pierw-
sza blacha pary blach dziurkowanych po-
slaidai diziurki stosunkowo drobne, warunkn-
jace szybki przeptyw gazow, pltyta za$ ma-
stepna posiada dziurki wieksze, dzieki cze-
mu zachodzi staby spadek cisnieniai

Na zaltaczonym rysunku fig. 1 przedsta-
wia widok boczny aparatu oczyszczajacego,
czeSciowo w przekiroju; fig. 2 — widck
zprzodu czesci dziurkowanej blachy, jesli
na mia patrzyé w kierunku strzatki 2 na fig.
1; fig. 3 — podobnyz widok w kierunku

strizatki 3 na fig. 1; fig. 4 — przekréj we-
diug 4—4 na fig. 2; fig. 5 — widok zprzo-
du w przekroju wedtug 5—5 na fig., 1; fig.
6 — prizekinoje wedlug 6—6 na fig. 5; fig.
7 — widok zprzodu odmiennej blachy; fig.
8 — przekréj poziomy wedtug 8—8 inmej:

odmiany konstrukcyjnelj. ‘

Skrzynka aparatu 1 posiada otwér wpu-
stowry 2 i otwidr wypustowy 3, Otwory u-
mieszcza si¢ nafjjpraktyczniej ma tym sa-
mym poziomie,

Skrizynka ta moze byé¢ u dina waokraglo-
na i zaopatrzona w dowolng ilo§é rur $cie-
kowych, np. w; dwie tury ¢4, zanurzone w
zatwierize hydraulicznym 5, zaopatrzonym w
wyciag 6 do cdprowadzamia ptynu ctrzy-
mywanego z gazu podczas czyszczenia.

W skrzynce 1 mieszcza, sie dziurkowane
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plyty 8 i 9, ustawione pionowo wipoprzek
komory: 1 6d dnar do jej szozytu taly, ze ga-
zy muszg przechodzié¢ przez otwory w po-
mienfonych ptytach. Liczba tych plyt (blach)
jest dowolna, najczesciej wystarcza jednak
para phyt ido csiggniecia bardzo dobrych re-
zultatéw:. Blachy te 8 i 9 odidzielaija rozporki
10, wykcnane w postaci krat ustawianych
na takiej odlegloéci, aby migdizy niemi po-
zaostato dosé miejsca dio zapewnienia wiclne-
go dostepu gazu. Plyty 8 i 9 przyciskaja
do pomieniionyich rozpérek otwarte ramy 13
i 14, z ktérych rama 13 opieral sie o wyste-
py sknzynki 7, Ramy 13 i 74 wykomane sa
w postaci krat lub prostokatnych ram, kto-
rych poprzeczki znajduja si¢ na takiej od-
legltosci, aby utrizymywaé pomieniione dziur-
kowane ptyty 8 i 9 pomiedzy czesciami 10,
13 i 14, a gaz moégl przechodzié poprizez
pomienione dziurkowane plyty, Otwory lub
dziurki 17 1 16 w plytach 8 i 9 winny byé
tak wykonane, aby zapewniaty maksymum
spadku w otworach plyty pierwszej, a sto-
sunkowo drobny spadek ciénienia w otwo-
rach plyty drugiej. Ponadta dla uzyskania
maksymalnej wydajnosci najpraktyczniej
rozmiescic diziurki jedniostajnie w obu ply-
tach tak, aby posiadaty one jednakowa ich
flogé, przyczem jednak dziurki w plycie
drugiej czymi sie wiekszemi niz w pilerwsizej,
a ponadto przesuwia je wzledem tamtych,
aby gaz, prizeszedtszy przez dziurki 76, nia-
potykat czesci pelne plyty drugiej posrod-
ku odleglosci, pomiedzy jej otworami 17, co
zapewnia jednakowe warunki dla obu phyt,
a w rezultacie — miaksymalna wydajnosé.
Oprécz tej pary phyt zasadniczych morz-
na réwndez stosowaé szereg dodatkowych
plyt  dziurkowanych 78, umieszczonych w
taki sam sposéb w skrzynce 1 i przecinaija-
cych strumfiei gazu, ktéry juz przeszeidt
przez ptyty zasadnicze, Plyt pomocniczych
mozna stosowaé kilkal, najpraktyczniej 3 lub
wigcej, o dziurkach 27, nozmieszczonych w

"« sposéb dowolny, przyczem catkowity prze-

laréj tych dziurek powiniien przekraczaé cat-

kowiity przekréj plyt zasadniczych 9. Plyty
pomocnicze utrzymuja w malezytej odlegho-
$ctt kraty 19 tudziez ramy 20 i 21, odpowia-
dajace cze§ciom 10, 13 i 14, opisanych po-
wyzejj, tak iz plyty 18 pozwialaja na prze-
ptyw gazéw miedzy mniemi, Odlegtoéé po-
miedzy plytami oraz ich otworami 27 w ko-
lejnych ptytach malezy diobraé w ten spo-
sob, aby otwory w kazdej ptycie byty prze-
sunfighe wizgledem ptyt sasiednich w cellu
zmuszen'a gazu do przeplywania pomigdzy
powlierzchniami statemi w najrozmaitszych
kierunkach, Rama 27 styka sie iz podicieciem
22 skinzynki 1, a oba szeregi aparatow o-
czyszezajacych mozna zamoecowaé w ich po-
zygji ciegniamii lub klinami 23, wpedzanemi
pomiedzy krate wewnetrzna, 14 i 20.

Skirzynke 7 mcizna wyposazyé w otwér
24, normallnie zamkniety pokrywa, 25, przy-
ciggang sworzniamii 26, wi celu wprowadza-
nial i wyciagamia plyt 8, 9 i 18, tudziez krat
rozpierajaoych i poditrzymujacych i wresz-
cie ram 10, 13, 14, 19, 20 i 21.

Aparat opisany powyzej stuzy gtéwnie
dio oczyszczania lub cbrébki gazéw lub par,
zawierajacych czasteczki ptynne lub mgieft-
ke, mp. mghe powstajaca przy odparowywa-
niu lub stezaniu kwasu sfiarczanego lub kwa-
s6w innych. Rzecz presta, ze w wypadku
zastosowania \do obrébki mghy kwasnej cze-
$ci jeigo nalezy wykonaé z matenjatu odpor-
nego, wiec plyty 8 i 9 tudziez skrzynke 1—
z ofowiu albo z tworzywa pokrytego oto-
wiem,; czeci zamoccwywujace 10, 13, 14, 20,
21, 22 nalezy réwniez wykonaé¢ z materjafu
odpormego, a wiec odpowiedniego metalu
lub z pokrytego otowiem drzewai,

Aparat niniejszy dziata w sposéb naste-
pujacy: gaz podlegajacy cbrébee, czyli o-
czyszczapniu, przepltywa pod dostatecznem
ciénienfem z otworu wilotowego 2 poprzez
dziurki 76 w plycie 8 z iszybkoscia znaczna
i uderza o przeciwlegle tym dziurkom cze-
$ci pelne plyt 9, a mastepnie przeplywa
przez diziurki 17 tej ostatniej.

Podobny ustréj zapewnia wytworzenie




najwiigkszej szybko§ci przeplywu przez
dziurki w pierwszej plycie 8 i najwigksze)
wydajnoéci skrubera, Poniewaz ponadto
kazdy otwér 16 w plerwszej plycie 8 przy-
pada pomiedzy dziurtami w plycie dirugie;
9, gaz .przeto, plynacy przez dziurki w ply-
cie pienwisizej, znaljduje wolne ujscie cdchy-
lane we wszystkich kiierunkach pityta, druga,
nie spotykajac si¢ i mie kngpujac strumde-

ni gazéw wyplywajacych z innych deziu-°

rek tejize pienwsazej plyty 8.

Para ptyt 8 i 9 wywoluje zlewan'e sie
zawieszonych w gazie czasteczek plynnych,
diziekii czemu oddzielaja sie one od gazu juz
nal tej parze plyt 8 i 9, a réwmiez ewentual-
nie i ma dalszych pplytach 18 o calkowitym
przeknoju otworéw mieco wiekszym od su-
my przekrojéw w plytach pierwszych, aby
nie zachodzit spadek ciénienia zbyt wielki,
lecz aby oddzielone z gazéw plyty sptywalty
dzigki swej ciezkosci nia dno skrzynki i da-
lej wizmfiankcwanemi powyzej rurkami 5 i 6.

Dziurkli w ptytach apanatu moga byé o-
kragte lub ksztaftu innego, rozmdeszczone
w szeregach pionowych, poziomych, prze-
katnych, jak tego moga wymagaé rozmaite
okoliczncsci, jak to wskazuja fig. 7 i 8.
Dziurki 16 i 17 w plytach 8 i 9 moga byé
wykonane w postaci pionowych szczelin,
tak, zeby gléwny spadek ciénienia zacho-
dzit w otwerach phyty pienwsszelj, znacznie
za§ mmniejszy — w plycie dirugiej, co za-
pewnia wielka szybko$é gazu w otworach
phyty pierwiszej i wysoka wydajno$é czyn-
nodci czyszczenia. Jak to wskazuje fig. 9,
plyty oddatkowe 18 mozna réwniez zaopa-
trzyé w podobnez szczeliny picnowe 27.
W wypladku stosowamia aparatu do oczy-
szczania gazéw kwasnyich, plyty, wskazane
na fig. 7 — 9, mozna wykonaé ze szkla lub
innego odipornego na kwas tworzywia,

Mozna oczywiscie urozmaricaé ustréj pod
wzgledem kisztalty otworéw w plytach,
ich rommieszczenia lub rozmieszczenia tych
samych w aparacie. Ta sama uwaga strosuqe

sie do innych czesci aparatu,

Dla zapewnienia skutecznej pracy skru-
bera malezy doprowadzaé¢ gaz przerabiamy
pod cinien‘em tak wysokiem, by wytwarza-
o ono petnzebna, chyzoéé przeptywu przez
pierwszg plyte, t. j. wyposazong w dziurki
niajmnilefjsze,

Ciénientie to stanowi spadiek cién’enia
pomiedzy wiotem i wylotem aparatu i po-
winno byé wywolywane przewtetrznik’em
umiieszezonym u wilctuy skrubetna, lub ssawa
u jego wylotu,

" Aczkclwiek mozna potaczyé kilks skiru-
beréw w szereg, nafjkorzystmiejsza jednak
wydajniosé csiaga sie, gdy calkowity spadek
ci$nienia zachodzi w! jednym stopniu, to jest
z jednym szeregiem plyt skruberowych,
przy uzyciu phyt dodatkowych jedymie tyl-
ko w charakterze aliminatoréw, Rozecza jest
nader istotna, aby gaz mégt swobodnie wu-
chodizi¢ po uderzeniu o plyte udarowa, a
zatlem, aby otwory w plycie tej (w plycie
dirugiej skrubera) byly stosunkowo szero-
kie w poréwnaniu z wytwarnzajacemi chy-
706¢ w plycie pierwszej. Rzecza jest réw-
niez pozadaina, aby odleglosé¢ pomiedzy pty-
tta stwarzajaca chyzoéé i plyta udarowsa
byla mozliwie mata dlla; unikniecia uderzen
czasteczek gazéw, W tym celu powinna cna
by¢ mniejsza od 14 $rednicy ctworu w ply-
cie pierwszej. Plyty moga, mieé grubosé dio-
wolna,najkorzystniej jednak, aby byly moz-
liwie cienkie, posiadajac jednak dostateczna
sztywmnios¢é,

W wypadku sbusowalnma aparatu do o-
czyszczenia gazéw kwasnych nalezy zapo-
biegaé¢ ich wilgotnieniu dla osiagniecia ma-
ksymalnej wydajnodci skrubera, jak to o-
pisano w patencie francuskim Nr 569 163 i
innych. :

Zastrzezenia patentowe.

1. Aparat do oczyszczania gazéw i par,
w postact skrubera, w ktérym gazy lub pa-
ry zmuszane sg, do przeplywu przez dziur-
kowane phyty, umieszczone nader blisko



siebie o dziurkach przesunietych wzgledem
siebie, znamfienny tem, ze plyta plerwsza z
pary phyt dziurkowanych posiada dziurki
stosunkowo drobne, plyta zas druga dziurki
o prazekrojju wigkszym.

2, Aparat wedlug zastrz. 1, znamienny
tem, ze odleglosé migdzy plytami mie prze-
kracza w zasadzie §rednicy dziurek w ply-
die drugiej.

3. Aparat wedltug zastrz, 1, znamienny
tem, ze posiadia poiza jptytami zasadniczemi
plyty dodatkiowe w celu stworzenia kana-

tow o przekroju wigkszym od przekroju ka-
natéw w plycie plerwszej pary.

4, Aparat wedltug zastnz. 2, znamienny
tem, ze dziurki w ptytach dodatkowych sa
przesunigte wzgledem siebie i catkowity
przekréj otworéw w kazdej z tych plyt jest
wiekszy od catkiowitego przekroju diziurek
w pierwssizej plycie stosowanej pary plyt.

Chance and Hunt, Limited.
Zastepca: M., Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.
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Druk L. Boguslawskiego, Warszawa.
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